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나노선에서 자구벽 운동의 확률적 특성
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1. 서 론
고밀도 기억장치와 논리 소자의 개발을 위해서 나노구조는 많은 관심을 받고 있다. 특히 나노선에서의 자

구벽 소자는 각광받고 있다[1]. 그러나 구조의 크기가 작아질수록 소자에서의 확률적 특성이 중요해 지고 있다. 
따라서 자구벽 소자에서 정확하고 반복적인 제어를 위해서 나노선에서 자구벽 운동의 확률적 특성에 관한 연

구는 필수적인 과제다[2].

2. 실험방법
본 연구에서 우리는 나노선에서 외부 자기장에 의한 자구벽 속도의 확률적 특성을 측정하였다. 수직 자기 

이방성을 가진 5.0-nm Ta/2.5-nm Pt/0.3-nm Co90Fe10/1.0-nm Pt 필름에 전자빔 리소크래피와 이온 밀링으로 

3 µm에서 300 nm 폭의 나노선을 만든 시료로 실험하였다. 나노선은 우선 외부자기장으로 포화시켰다. 그리고 

나노선 위에 특정 부분을 레이저로 온도를 상승시켜 자구벽을 형성시켰다. 자구벽의 도착 시간은 처음 자구벽

이 형성된 위치에서 36 µm 떨어진 곳에서 자기 광학 커 현미경으로 측정하였다[3]. 외부 자기장과 나노선의 

폭을 바꿔가면서 측정하였다. 이 때 각각의 자기장과 나노선의 폭에서 300번 반복 측정하였다.

3. 실험결과 및 고찰
자구벽 속도는 그림 1과 같이 로그-노멀 분포를 가진다. 본 연구에서의 측정영역은 자구벽이 크립(creep) 

운동을 하는 영역이다. 로그-노멀한 자구벽 속도의 분포는 에너지벽의 분포가 정규 분포를 가짐을 보여준다[4]. 
이 때 분포의 폭은 외부 자기장의 세기가 작을 수록 넓어진다. 그 밖의 연구 결과 등은 당일 게제하여 논의 

하고자 한다.
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그림 1. 400 nm 폭의 나노선에서 여러 자기장에 의한 자구벽 속도의 분포
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